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(57) Resumo: SISTEMAS EVAPORATIVOS E
METODOS APRA O CONTROLE DE UM FLUIDO
UMEDECEDOR EM UM SISTEMA LITOGRAFICO
DIGITAL. A presente invencdo a um sistema e métodos
correspondentes que sdo apresentados para o controle
da espessura de uma camda de fluido umedecedor
aplicada a uma superficie de reimagem de um elemento
de geragdo de imagem em um sistema de litografia de
dados variaveis. Apds a deposicido da camada de fluido
umedecedor, um gas passa ao longo de uma regido da
camada de fluido antes da formacao de padrdo. O gas faz
com que uma quantidade controlada da camada de fluido
umedecedor se evapore de tal modo que a camada
remanescente passe a ter uma espessura desejada e
controlada. Entre outras vantagens, uma qualidade de
impressao aperfeicoada é obtida.
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Relatorio Descritivo da Patente de Invengédo para "SISTEMAS
EVAPORATIVOS E METODOS PARA O CONTROLE DE UM FLUIDO
UMEDECEDOR EM UM SISTEMA LITOGRAFICO DIGITAL".

A litografia offset vem a ser um método comum de impresséo.
(Para os fins do presente documento, os termos "impressao" e "marcagao”
sao usados de forma intercambiavel). Em um tipico processo litografico, a
superficie de um carregador de imagem ivmpressa, que pode ser uma chapa
plana, um cilindro, uma correia, etc., &€ formada de modo a apresentar "regi-
6es de imagem" de um material hidrofébico e oleofilico, e "regides de nao
imagem" de um material hidrofilico. As regides de imagem correspondem as
areas sobre a impressao final (ou seja, sobre o substrato alvo) que sao ocu-
padas por um material de impressao ou marcagao, tal como tinta, enquanto
que as regides de ndo imagem sio as regides que correspondem as areas
sobre a impressao final que nao sao ocupadas pelo dito material de marca-
¢ao. As regides hidrofilicas aceitam e sao prontamente umedecidas por um
fluido umedecedor a base de agua (comumente referido como uma solugao
de fonte, e tipicamente consistindo de agua e uma pequena quantidade de
alcool, bem com outros aditivos e/ou tensoativos). As regides hidrofébicas
repelem o fluido umedecedor e aceitam a tinta, enquanto que o fluido ume-
decedor formado ao longo das regides hidrofilicas forma uma "camada de
liberagao" de fluido para a rejeigao da tinta. Sendo assim, as regides hidrofi-
licas da chapa de impress&o correspondem as areas nao impressas, ou as
"areas de nao imagem", da impressao final.

A tinta pode ser transferida diretamente para um substrato, por
exemplo, um papel, ou pode ser aplicada a uma superficie intermediaria, tal
como um cilindro (ou manta) de deslocamento em um sistema de impressao
em offset. O cilindro de deslocamento é coberto com um revestimento ou
luva conformavel com uma superficie que pode se conformar a textura do
substrato, o qual pode ter uma profundidade de superficie entre o pico e o
vale ligeiramente maior que a profundidade de superficie entre o pico e o
vale da chapa de geracao de imagem. Uma presséao suficiente & usada para

transferir a imagem do cilindro de deslocamento para o substrato. O aperto
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do substrato entre o cilindro de deslocamento e um cilindro de impressao
prové esta pressao.

As técnicas de impressao litografica e de impressdo em offset
acima descritas utilizam chapas que sdo permanentemente padronizadas, e,
deste modo, sao (teis apenas ao imprimir um grande numero de cépias de
uma mesma imagem (longas tiragens de impressao), tais como em revistas,
jornais, ou coisa do género. No entanto, as mesmas nao permitem a criagao
e a impressdo de um novo padriao a partir de uma pagina para a pagina se-
guinte sem que se precise remover e substituir o cilindro de impresséo e/ou
a chapa de geragao de imagem (ou seja, a técnica ndo pode acomodar uma
impressao verdadeira de dados variaveis em alta velocidade, na qual a ima-
gem muda de impressao para impressao, por exemplo, como no caso dos
sistemas de impressao digital). Além disso, o custo das chapas de geragao
de imagem permanentemente padronizadas ou cilindros & amortizado ao
longo do numero de copias. O custo por copia impressa &, portanto, mais
alto para menores tiragens de impressao da mesma imagem do que para as
tiragens de impressao mais longas da mesma imagem, em oposi¢ao as im-
pressdes dos sistemas de impressao digital.

A litografia e o assim chamado processo sem agua provéem
uma impressao de uma qualidade muito alta, em parte devido a qualidade e
a palheta de cores das tintas usadas. Além disso, essas tintas - que tipica-
mente tém um teor muito alto de pigmentos de cor (tipicamente na faixa de
20 a 70 % em peso) - sdo de um custo muito baixo em comparagédo com 0s
toners e muitos outros tipos de materiais de marcagdo. No entanto, embora
exista o desejo de se usar as tintas litograficas e tintas de impressao em off-
set para impressao a fim de se aproveitar da alta qualidade e do baixo custo,
existe também o desejo de se imprimir dados variaveis de pagina para pagi-
na. Até os dias atuais, observa-se a ocorréncia de um numero de obstaculos
para a provisdo de uma impressao de dados variaveis utilizando essas tin-
tas. Além disso, existe o desejo de se reduzir o custo por copia para tiragens
menores de impressdo da mesma imagem. Em termos ideais, o desejo €&

incorrer o mesmo baixo custo por copia de uma tiragem de impressao em
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offset ou litografica longa (de, por exemplo, mais de 100.000 copias) para
uma tiragem média de impresséo (por exemplo, da ordem de 10.000 copias)
e para as tiragens curtas de impressao (por exemplo, da ordem de 1.000
copias), em ultima instancia até um tamanho minimo de tiragem de impres-
sao de 1 copia (ou seja, para uma verdadeira impressao de dados variaveis).

Um problema encontrado € que a viscosidade das tintas de im-
pressao em offset & de modo geral, muito alta (com frequéncia acima de
50.000 cps) para que as mesmas sejam Uteis nos sistemas a base de bico
de jato de tinta. Além disso, em fungao de sua natureza pegajosa, as tintas
de impressao ehw offset apresentam forcas de adeséo a superficie muito ele-
vadas com relagéo as forgas eletrostaticas e, sendo assim, sao praticamente
impossiveis de serem manipuladas sobre ou fora de uma superficie que usa
eletrostatica. (Em contraste as particulas de toner secas ou liquidas usadas
nos sistemas xerograficos / eletrograficos, que tém forgas de baixa adeséo a
superficie devido a sua forma de particula e ao uso de elementos quimicos
de superficie de uso especifico ou de aditivos de superficie especiais).

No passado, foram envidados esforgos no sentido de criar sis-
temas de impressao litograficos e em offset para dados variaveis. Um exem-
plo &€ a apresentacao da Patente dos Estados Unidos N. 3 800 699, na qual
uma fonte de energia intensa, tal como um laser, € usada para evaporar um
fluido umedecedor de maneira padronizada.

Em um outro exemplo apresentado na Patente dos Estados Uni-
dos N.7 191 705, um revestimento hidrofilico é aplicado a uma correia de
geragao de imagem. Um laser seletivamente aquece e evapora ou decom-
poe regides do revestimento hidrofilico. Um fluido umedecedor a base de
agua é, em seguida, aplicado a essas regides hidrofilicas, tornando as mes-
mas oleofébicas. Uma tinta &, em seguida, aplicada e seletivamente transfe-
rida para a chapa somente nas areas nao cobertas pelo fluido umedecedor,
criando um padrao entintadentintado que pode ser transferido para um subs-
trato. Uma vez transferida a tinta, € feita a limpeza da correia, € um novo
revestimento hidrofilico e o fluido umedecedor sdo depositados, e as etapas

de padronizagao, entintagem, e impressao sao repetidas, por exemplo, para
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a impressao de um lote seguinte de imagens.

Nos sistemas litograficos acima mencionados, € muito importan-
te se ter uma camada inicial de fluido umedecedor que seja uniforme e de
uma espessura desejada. Para se obter este aspecto, um sistema de ume-
decimento de estreitamento de rolo de formagédo, que compreende um rolo
alimentado por um suprimento de solucao, é colocado préximo a superficie
de reimagem. O fluido umedecedor é, em seguida, transferido do rolo de
formacgao para a superficie de reimagem. No entanto, tal sistema se baseia
na integridade mecanica do rolo de formacao e da superficie de reimagem,
na qualidade de superficie do rolo de formacao e da superficie de reimagem,
na rigidez da montagem que mantém o espagamento entre o rolo de forma-
cao e a superficie de reimagem, além de outras coisas a fim de obter uma
camada uniforme. Erros mecanicos de alinhamento, tolerancias posicionais
e de rotacao, além do desgaste de componentes, todos esses aspectos con-
tribuem para a variagdo de espacamento rolo - superficie, resultando no
desvio da espessura do fluido umedecedor do que se considera ideal.

Além disso, um artefato conhecido como instabilidade por for-
macao de nervura no processo de revestimento de rolo resulta em uma es-
pessura nao uniforme de camada de fluido umedecedor. Esta espessura
variavel se manifesta como riscas ou linhas continuas em uma imagem im-
pressa.

Também ainda, embora grandes esforgcos sejam feitos para a
limpeza do rolo ap6s cada passagem de impressao, em alguns sistemas, &
inevitavel que agentes contaminantes (tais como a tinta de passagens ante-
riores) permanegam sobre a superficie de reimagem quando uma camada
de fluido umedecedor é aplicada. Os contaminantes permanecentes podem
se fixar ao rolo de formagao que deposita o fluido umedecedor. O rolo pode-
ra, em seguida, introduzir artefatos de imagem dos contaminantes nas im-
pressoes subsequentes, resultando em uma impressao final inaceitavel.

Além disso, uma cavitagdo podera ocorrer sobre o rolo de for-
magcéo no estreitamento de transferéncia devido as instabilidades de Taylor.

A fim de evitar essas instabilidades, os sistemas tém sido projetados com
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multiplos rolos que se movimentam para frente e para tras na dire¢ao axial
enquanto também se movimentam em contato de rolagem com o rolo de
formacao, no sentido de quebrar o estreitamento e a formagao de riscas. No
entanto, este mecanismo de rolo adiciona atraso a "estabilidade" do sistema
de umedecimento, e, deste modo, a impressao nao podera se iniciar até que
a espessura da camada de fluido umedecedor tenha se estabilizado sobre
todas as superficies de rolo. Também ainda, um controle de fluxo de fluido
umedecedor instantaneo nao se faz possivel, uma vez que a camada de
fluido umedecedor, naguele ponto, ja esta construida sobre o rolo de forma-
cdo e sobre os demais rolos do sistema de umedecimento que atuam como
um mecanismo de tamponamento.

Por conseguinte, tém-se feito esforcos no sentido de desenvol-
ver sistemas para a deposi¢cao do fluido umedecedor diretamente sobre a
superficie de chapa de offset, em vez de sobre rolos intermediarios ou sobre
um rolo de formagdo. Um sistema deste tipo pulveriza o fluido umedecedor
sobre a superficie de chapa de offset de reimagem. Vide, por exemplo, a
Patente dos Estados Unidos N. 6 801 853 e a Patente dos Estados Unidos
N. 6 561 090. No entanto, devido ao fato de que esses sistemas de umede-
cimento sao usados com chapas de offset convencionais (pre-
padronizadas), o mecanismo de transferéncia do fluido umedecedor para a
chapa de offset inclui um "rolo de formagao" que fica em contato de rolagem
com o cilindro da chapa de offset a fim de transferir o FS para a superficie de
chapa de uma maneira padronizada - uma vez que & a acao de estreitamen-
to da rolagem de contato entre o rolo de formacao e a superficie de chapa
de offset padronizada que ira comprimir a solucéo de fonte das regides hi-
drofébicas da chapa de offset, permitindo que o mecanismo de seletividade
de transferéncia de tinta subsequente funcione tal como desejado.

Embora esses sistemas de umedecimento por pulverizagao ofe-
recam a vantagem de se medir a taxa de fluxo do fluido umedecedor atraves
do controle do sistema de pulverizagdo, bem como a capacidade de se ma-
nipular a espessura da camada de fluido umedecedor instantaneamente, tal

como necessario, a exigéncia de se usar o rolo de formagéao do sistema de
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umedecimento como um meio final para a transferéncia do fluido umedece-
dor para a superficie de chapa reintroduz as desvantagens da variagao de
espessuras, da contaminacgao dos rolos, da cavitagéo dos rolos, e assim por
diante. Além disso, embora o fluido umedecedor tenha tipicamente menos
que um micron de espessura, tais sistemas ndo sao capazes de acomodar
uma faixa de espessuras relativamente grande de fluido umedecedor neste
esquema de menos de um micron.

A presente invencao se refere a sistemas e métodos para a apli-
cacao de um fluido umedecedor diretamente a uma superficie de reimagem
de um sistema litografico de dados variaveis. A evaporacao seletiva do fluido
umedecedor &, em seguida, feita até chegar a uma espessura desejada de
camada de fluido umedecedor.

Inicialmente, os sistemas e métodos sdo empregados no sentido
de formar uma camada de fluido umedecedor. Tais sistemas e métodos po-
dem ser virtualmente qualquer sistema convencional, tais como o rolo de
formacao acima mencionado, a aplicacao direta por pulverizagao ou similar,
ou outro sistema e método conhecidos. A camada de fluido umedecedor &
inicialmente depositada com uma espessura maior que a espessura alvo em
altima instancia. Um fluxo de gas controlado é aplicado sobre o fluido ume-
decedor tal como depositado de modo a evaporar uma quantidade desejada
do fluido umedecedor e, assim, obter uma espessura desejada. Um sensor
de espessura pode ser associado ao controlador de fluxo de gas de modo a
prover um retorno quase em tempo real para um preciso controle de espes-
sura de camada.

Um subsistema de controle de espessura por evaporagao apre-
sentado no presente documento inclui, portanto, uma fonte de gas e um bico
ou conjunto de bicos para o direcionamento do gas a partir da fonte para a
superficie do fluido umedecedor ao longo da superficie de reimagem (moda-
lidades a jato de gas) ou a partir da fonte ao longo da superficie do fluido
umedecedor e para dentro do bico (modalidades a vacuo). Outros elementos
do subsistema de controle de espessura por evaporacdao podem incluir uma

fonte de pressao de modo a prover uma pressao de transporte para o gas
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evaporativo, um subsistema de extracdo a vacuo para a coleta do fluido u-
medecedor evaporado, um sistema de reciclagem para a reciclagem do flui-
do umedecedor evaporado coletado, elementos de blindagem a fim de im-
pedir que o fluido umedecedor evaporado venha se sedimentar sobre os
demais subsistemas ou componentes de sistema, um subsistema de medi-
¢ao de espessura de fluido umedecedor, e um controlador para o controle de
varios aspectos das condigbes (tais como a taxa de fluxo de gas, a tempera-
tura, e assim por diante) que resultam na evaporacao do fluido umedecedor
(opcionalmente responsivo ao subsistema de medigdo de espessura de flui-
do umedecedor).

Varias modalidades de um subsistema de controle de espessura
por evaporagao sao contempladas no presente documento, as quais incluem
uma pluralidade dos elementos acima mencionados. Por exemplo, de acordo
com uma primeira modalidade, um fluxo de gas & direcionado para uma re-
giao aberta da superficie do fluido umedecedor uniformemente através da
largura da superficie de reimagem. De acordo com uma segunda modalida-
de, uma tubulagéao é posicionada ao longo da superficie de reimagem de
modo a definir uma abertura. O gas evaporativo €& direcionado para dentro
da abertura de modo que ocorra uma evaporagédo predominantemente na
abertura. A primeira ou a segunda modalidades poderdao operar corpo um
fluxo de gas positivo através do bico (modalidades a jato de gas) ou um fluxo
de gas negativo através do bico (modalidades a vacuo). As taxas de evapo-
racdo podem ser controladas por meio do controle da taxa de fluxo de gas,
da distancia entre a fonte de gas e a superficie de reimagem, da temperatura
do gas, da umidade do gas, da temperatura da superficie de reimagem (ou
da chapa ou tambor sob a mesma), do tempo de exposi¢do ou da distancia
do fluido umedecedor para o gas, e assim por diante.

Varios sistemas de retorno e controle podem ser providos no
sentido de medir a espessura da camada de fluido umedecedor aplicada a
superficie de reimagem, e controlar, dinamicamente ou de outra maneira,
aspectos do processo de evaporagao de modo a obter € manter uma espes-

sura de camada desejada.
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Nos desenhos em apenso ao presente documento, numerais de
referéncia similares indicam elementos similares entre os varios desenhos.
Embora ilustrativos, os desenhos nao sio feitos em escala. Nos desenhos:

A Figura 1 é uma vista lateral de um sistema para uma litografia
variavel de acordo com uma modalidade da presente invengao.

A Figura 2 é uma vista lateral de uma porgéo de um sistema pa-
ra uma litografia variavel que inclui um subsistema de controle de espessura
por evaporagao de acordo com uma modalidade da presente invengao.

A Figura 3 & uma vista em sec¢ao de uma porgédo de um elemen-
to de geragcao de imagem com uma camada de fluido umedecedor padroni-
zada disposta sobre a mesma de acordo com uma modalidade da presente
invencgao.

A Figura 4 &€ uma vista em sec¢ao de uma porgcdo de um elemen-
to de geragao de imagem com uma camada de fluido umedecedor entintada
padronizada disposta sobre a mesma de acordo com uma modalidade da
presente invencao.

A Figura 5 é uma vista lateral de uma porgao de um sistema pa-
ra uma litografia variavel que inclui um subsistema de controle de espessura
por evaporagio de acordo com uma modalidade alternativa da presente in-
vengao.

A Figura 6 é uma vista lateral de uma porgéo de um sistema pa-
ra uma litografia variavel que inclui um subsistema de controle de espessura
por evaporagdo de acordo com uma outra modalidade alternativa da presen-
te invengao.

A Figura 7 € uma vista lateral de uma porgao de um sistema pa-
ra uma litografia variavel que inclui um subsistema de controle de espessura
por evaporagao de acordo ainda com uma outra modalidade alternativa da
presente invengao.

Com referéncia a Figura 1, € mostrado na mesma um sistema 10
para a litografia de dados variaveis de acordo com uma modalidade da pre-
sente invengdo. O sistema 10 compreende um elemento de geragao de ima-

gem 12, nesta modalidade um tambor, mas podera ser, equivalentemente,
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uma chapa, uma correia, etc., envolvido por um subsistema de fluido ume-
decedor de aplicacao direta 14 (embora outros subsistemas além dos de
aplicacao direta possam também ser usados), um subsistema de padroniza-
cao optica 16, um subsistema de entintagem 18, um subsistema de controle
de reologia (moédulo viscoelastico complexo) 20, um subsistema de transfe-
réncia 22 para a transferéncia de uma imagem entintada da superficie do
elemento de geracao de imagem 12 para um substrato 24, e finalmente um
subsistema de limpeza de superficie 26. Muitos subsistemas opcionais po-
dem também ser empregados, porém os mesmos se encontram além do
ambito de aplicacao da presente invengao. Muitos desses subsistemas, bem
como a operacéo do sistema como um todo, sao descritos em mais detalhes
no Pedido de Patente dos Estados Unidos N. 13/095 714.

A exigéncia chave do subsistema de fluido umedecedor 14 & li-
berar uma camada de fluido umedecedor com uma espessura relativamente
uniforme e controlavel ao longo de uma camada de superficie de reimagem
sobre o elemento de geracao de imagem 12. Em uma modalidade, esta ca-
mada & de uma faixa de 0,1 um a 1,0 um. Devido a uma pluralidade de cau-
sas, esta camada pode variar em espessura de local para local. Alem disso,
tendo em vista o controle de certos subsistemas de deposigao, esta camada
pode ter 0,1 ou mais microns de espessura alvo desejada. Deste modo, um
mecanismo adicional se faz necessario no sentido de refinar a espessura da
camada de fluido umedecedor antes do subsistema de padronizacéo Optica
16. O subsistema de controle de espessura por evaporagéo 28 se presta a
esta finalidade, e é apresentado em mais detalhes a seguir.

O fluido umedecedor deve ter a propriedade de se umedecer e,
portanto, tende a se espalhar no contato com a superficie de reimagem. De-
pendendo da energia livre de superficie da superficie de reimagem, o fluido
umedecedor por si s6 pode ser composto principalmente de agua, opcional-
mente com pequenas quantidades de alcool isopropilico ou etanol adiciona-
das no sentido de reduzir a sua tensao de superficie natural, bem como di-
minuir a energia de evaporagao necessaria para uma subsequente padroni-

zacgao a laser. Além disso, um tensoativo adequado pode ser adicionado em
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uma pequena percentagem em peso, o que promove uma alta quantidade
de umedecimento a camada de superficie de reimagem. Em uma modalida-
de, este tensoativo consiste de familias de copolimero de silicone glicol, tais
como os compostos de trisiloxano copoliol ou dimeticona, que prontamente
promovem espalhamento uniforme e tensbes de superficie abaixo de 22 di-
nas/cm com uma pequena adicdo de percentagem em peso. Outros tensoa-
tivos fluorados sao também redutores de tensao de superficie possiveis. Op-
cionalmente, o fluido umedecedor pode conter um corante sensivel a radia-
cao de modo a parcialmente absorver uma energia de laser no processo de
padronizagéo. Opcionalmente, o fluido umedecedor pode ser um agente nao
aquoso, consistindo de, por exemplo, fluidos de silicone, polieter fluorado ou
um fluido de silicone fluorado.

Na descricdo das modalidades que se seguem, sera apreciado
que nao ha nenhum padrao hidrofilico - hidrofébico pré-formado sobre uma
chapa de impresséao no sistema 10. Um laser (ou outra fonte de radiagao) &
usado para a formagao de bolsos no, e, por conseguinte, para a padroniza-
¢ao do, fluido umedecedor. As caracteristicas dos bolsos (tais como, profun-
didade e formato em secao transversal) que irdo determinar a qualidade da
imagem impressa em ultima instancia sdo, em grande parte, uma funcao do
efeito que o laser tem sobre o fluido umedecedor. Este efeito €, em uma
grande proporcao, influenciado pela espessura do fluido umedecedor no
ponto de incidéncia do laser. Sendo assim, de modo a obter um formato de
bolso controlado e preferido, € importante controlar e uniformizar a espessu-
ra da camada de fluido umedecedor, e para se conseguir este efeito, nao
introduzir artefatos indesejados na imagem impressa.

Por conseguinte, com referéncia a Figura 2, € mostrado na
mesma um subsistema de controle de espessura por evaporagao 28 de a-
cordo com uma primeira modalidade da presente invencao. O subsistema de
controle de espessura por evaporagao 28 € disposto proximo de um elemen-
to de geracdao de imagem 12 tendo uma superficie de reimagem 30. Um
subsistema de deposi¢cao de fluido umedecedor 32 inicialmente deposita

uma camada de fluido umedecedor 34 ao longo da superficie 30. A camada
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34 pode ser de uma faixa de 0,2 pm a 1,0 pm quando depositada. O subsis-
tema de controle de espessura por evaporacao 28 é disposto apés o subsis-
tema de deposicao de fluido 32 na diregdo de movimento do elemento de
geracéo de imagem 12. O subsistema de controle de espessura por evapo-
ragdo 28 compreende uma fonte de gas evaporativo 36, que pode ser uma
caixa ou um tanque (tal como mostrado), um dispositivo de gerag&o de gas,
um orificio de entrada para a coleta do gas ambiente (tal como, ar remoto da
regido da superficie de reimagem), ou outra estrutura de fonte apropriada.
Um bico de direcionamento de gas 38, ou um conjunto de tais bicos, € co-
nectado a fonte de gas evaporativo 36 por meio de uma valvula 40 e a uma
fonte de pressao opcional 42 de modo a prover uma pressao de transporte
para o gas evaporativo.

Em operacao, o gas evaporativo da fonte 36 é forgado a partir do
bico 38 em direcao a superficie da camada 34. Isto provoca a evaporagao de
uma porcao da camada 34. O fluido umedecedor evaporado a partir da ca-
mada 34 pode fazer parte do ar ambiente que envolve o sistema litografico,
ou pode ser removido da proximidade com a camada 34 por meio de um
subsistema de extracdo a vacuo 44. Em certas modalidades, o fluido ume-
decedor extraido pode ser reciclado, armazenado em um reservatério 46, e
reutilizado pelo subsistema de deposi¢ao de fluido umedecedor 32.

De acordo com certas modalidades, o gas evaporativo da fonte
36 forcado a partir do bico 38 é incidente sobre a camada 34 em um sentido
de modo geral radial com relagdo a superficie do elemento de geragao de
imagem 12. Em outras modalidades, o gas evaporativo pode ser direcionado
contra a direcéao de rotagdo do elemento de geragao de imagem 12 (ou seja,
direcionado a montante). Em ainda outras modalidades, o gas evaporativo
pode ser direcionado na diregao de rotagao do elemento de geragao de ima-
gem 12 (ou seja, direcionado a jusante). A escolha de direcéo ira depender
da aplicacdo em particular, porém consideragoes incluem possiveis efeitos
sobre a espessura de camada a jusante e sobre outros subsistemas e ele-
mentos localizados a jusante do subsistema de controle de espessura por

evaporagao 28.
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Um nivel de controle da extensao de evaporacgéao resultante da
direcdo do gas sobre a superficie da camada 34 por parte do subsistema de
controle de espessura por evaporacéo 28 pode ser provido por meio do con-
trole da taxa de fluxo de gas, da distancia entre o orificio de saida do bico 38
e a superficie de reimagem, da temperatura do gas, da umidade do gas, da
temperatura do ambiente, da umidade do ambiente, da temperatura da su-
perficie de reimagem (ou da chapa ou tambor sob a mesma), do tempo de
exposicao ou da distancia do fluido umedecedor para o gas, e assim por di-
ante. Deste modo, o controle da espessura de camada para uma primeira
ordem pode ser determinado com base nas condi¢cdes acima listadas, e pos-
sivelmente em outras, considerando a aplicagao da presente invengdo. Um
controle de ordem superior (mais preciso) sobre a espessura de camada
pode ser provido por meio de um mecanismo de retorno a ser apresentado
mais adiante.

Um objetivo da presente invengéo é prover um sistema e método
para a formacgéo de uma espessura exata de camada de fluido umedecedor
para uma padronizagdo precisa por meio do subsistema de padronizagao
6ptica 16. A este respeito, € importante que o fluido umedecedor evaporado
pelo gas evaporativo que sai do bico 38 nao se sedimente sobre a superficie
da camada 34 apds o subsistema de controle de espessura por evaporagao
28 na direcdo de percurso do elemento de geragao de imagem 12. E igual-
mente importante que o gas que sai do bico 38 também n&o perturbe a su-
perficie da camada 34 ap6és o subsistema de controle de espessura por eva-
poracéo 28 na diregao de percurso do elemento de geragao de imagem 12.
Sendo assim, além do subsistema de extracdo a vacuo 44, uma estrutura de
barreira 48 podera ser disposta entre o subsistema de padronizac&do Optica
16 e o subsistema de controle de espessura por evaporagao 28.

De acordo com certas modalidades da presente invengao, a es-
pessura da camada 34 é determinada por meio de um meétodo e sistema
apropriados, por exemplo, por meio de um dispositivo optico de medigao de
espessura 50. A espessura medida da camada 34 pode ser usada no senti-

do de confirmar se o subsistema de controle de espessura por evaporagao



10

15

20

25

30

13/16

28 esta operando de maneira apropriada. A mesma pode também ser usada
no sentido de ajustar manualmente ou de maneira automatica a operagéo do
subsistema de controle de espessura por evaporagao 28 de modo a obter
uma espessura alvo para a camada 34. Nesse ultimo caso, a saida do dis-
positivo 6ptico de medigao de espessura 50 é provida para um dispositivo de
controle 52. O dispositivo de controle 52 compara a medicéo de espessura a
partir do dispositivo 50 com uma espessura alvo, e envia um sinal de retorno
apropriado, por exemplo, para a valvula 40 (por exemplo, uma valvula servo-
operada) quando nec_:essério a fim de aumentar ou diminuir o fluxo de gas de
modo a obter a espessura apropriada para a camada 34. De maneira alter-
nativa, ou em adi¢cdo a provisdo do sinal de retorno para o dispositivo de
controle 52, o sinal de retorno pode ser provido para um dispositivo de con-
trole 54 a fim de controlar um ou mais dentre os seguintes itens: um apare-
Iho que controla a distancia entre o orificio de saida do bico 38 e a superficie
de reimagem, um aparelho que controla a temperatura do gas, um aparelho
que controla a umidade do gas, um aparelho que controla a temperatura do
ambiente, um aparelho que controla a umidade do ambiente, um aparelho
que controla a temperatura da superficie de reimagem (ou chapa ou tambor
sob a mesma), um aparelho que controla o tempo de exposi¢ao ou a distan-
cia do fluido umedecedor para o gas, e assim por diante. Este ciclo de retor-
no pode operar continuamente e de uma forma suficientemente rapida de
modo que um controle de espessura de camada substancialmente em tempo
real possa ser provido, em dezenas de um micron, ou com mais precisao.
Finalmente, a camada 34 é passada para o subsistema de pa-
dronizagio Optica 16, que € usado para seletivamente formar uma imagem
no fluido umedecedor por meio da evaporagao ao longo da imagem da ca-
mada de fluido umedecedor usando energia a laser, por exemplo. Com refe-
réncia a Figura 3, que é uma vista ampliada de uma regido do elemento de
geragao de imagem 12 e da superficie de reimagem 30 tendo uma camada
de fluido umedecedor 34 aplicada sobre a mesma, a aplicagao de energia de
padronizagao optica (por exemplo, o feixe B) a partir do subsistema de pa-

dronizag&o optica 16 resultando na evaporagéo seletiva de porgoes da ca-
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mada 34. Isto produz um padrao de pogos de alojamento de tinta 56 no flui-
do umedecedor. O movimento relativo entre o elemento de geragéo de ima-
gem 12 e o subsistema de padronizagao 6ptica 16, por exemplo, na diregao
da seta A, permite uma padronizacao da direcao de processo da camada 34.

Tal como mostrado na Figura 4, o subsistema de entintagem 18
pode, em seguida, prover tinta sobre a superficie da camada 30. Devido a
natureza da tinta, da superficie 30, do fluido umedecedor que compreende a
camada 34, e as disposicées fisicas dos elementos do subsistema de entin-
tagem 18, a tinta seletivamente enche os pogos de alojamento de tinta 56
(mostrado na Figura 3). Ao prover uma espessura precisamente controlada
da camada 34, a extens&o, o perfil, e outros atributos de cada pogo de alo-
jamento de tinta serao bem controlados, a quantidade de tinta que enche
cada pogo de alojamento de tinta é controlada, e, em ultima instancia, a qua-
lidade da imagem resultante aplicada ao substrato &, por conseguinte, aper-
feicoada e consistente.

A Figura 5 ilustra uma outra modalidade da presente invengao.
De acordo com essa modalidade, uma estrutura de chapa 70 & provida proé-
xima a superficie 30 do elemento de geragao de imagem 12. A estrutura de
chapa 70 pode ser planar e disposta de tal modo que o seu plano se torne
substancialmente paralelo a uma linha tangente t do elemento de geragao de
imagem 12, ou podera ser uma estrutura de arco com um raio gue se casa
com e é coaxial ao raio do elemento de geragao de imagem 12. O bico 72 é
disposto em uma extremidade da estrutura de chapa 70, tal como a extremi-
dade a jusante com relacao a diregdo de percurso do elemento de geragao
de imagem 12. Um gas evaporativo é descarregado do bico 72, nesse caso
contra a diregao de percurso da camada 34. Tal como as modalidades acima
descritas, o gas evaporativo provoca a evaporagao de uma por¢ao da cama-
da 34. O fluido umedecedor evaporado a partir da camada 34 pode fazer
parte do ar ambiente que envolve o sistema litografico, ou pode ser removido
da proximidade da camada 34 por meio do subsistema de extracdo a vacuo
44. Em certas modalidades, o fluido umedecedor extraido pode ser recicla-

do, armazenado no reservatorio 46, e reutilizado pelo subsistema de deposi-
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cao de fluido umedecedor 32.

A Figura 6 ilustra ainda uma outra modalidade da presente in-
vencao. De acordo com essa modalidade, uma tubulagao 80 é mais uma vez
provida proxima a superficie 30 do elemento de geragcao de imagem 12. No
entanto, em vez de um bico separado, a tubulagdo 80 tem uma pluralidade
de aberturas formada na mesma, aberturas essas que atuam como um con-
junto de bicos. A tubulagdo 80 pode ser conectada a uma fonte de gas e
controlada por meio de um sinal de retorno, substancialmente tal como pre-
viamente descrito. , 1

Sera apreciado que, embora cada uma das modalidades acima
apresentadas opere como um bico (ou conjunto de bicos) que descarrega
um gas evaporativo na direcdo da camada de fluido umedecedor, com um
ajuste apropriado de determinados paradmetros e localizagbes de elementos,
cada uma das modalidades acima podera operar de tal modo que um vacuo
se torne o principal impulsionador de gas - ou seja, devido a aplicacao de um
vacuo, um gas passa ao longo da superficie do fluido umedecedor, provo-
cando a evaporacao e resultante controle de espessura. A titulo de ilustra-
cao, a Figura 7 mostra um bico 82 que opera em uma configuracéo de va-
cuo. O arrasto a partir do bico 82 faz com que um gas (especificamente in-
troduzido no ar ambiente na regido de camada 34) passe ao longo da super-
ficie da camada 34, resultando na evaporacgao do fluido umedecedor. O flui-
do umedecedor evaporado pode passar com o gas para o bico 82, e/ou pode
ser, de outra forma, removido por meio de um sistema de extragdo suple-
mentar 44 ou coisa do género.

Nenhuma limitagdo na descricdo da presente invengdo ou de
suas reivindicacées podera ou deve ser lida como absoluta. As limitagcbes
das reivindicagoes tém a intencao de definir os limites da presente invengao,
no que diz respeito a e incluindo essas limitagdes. A fim de melhor esclare-
cer este aspecto, o termo "substancialmente" podera ocasionalmente ser
usado no presente documento em associagdo a uma limitagao de reivindica-
¢ao (embora uma consideracéo as variacdes e imperfeicées nao se restrinja

apenas a essas limitagoes usadas com esse termo em questao). Embora tao
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dificil no sentido de uma definicao precisa, quanto as limitagées da presente
invencao em si, pretende-se que esse termo em questdo seja interpretado
como "em uma grande extensao", "tdo praticamente quanto praticavel”,

"dentro de limitagées técnicas”, ou coisa do género.
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REIVINDICAGCOES

1. Subsistema para controlar a espessura de uma camada de
fluido umedecedor em um sistema de litografia de dados variaveis do tipo no
qual a camada de fluido umedecedor € aplicada por um subsistema de fluido
umedecedor ao longo de uma superficie de reimagem de um elemento de
geragao de imagem, compreendendo:

- uma fonte de gas; e

- um bico de direcionamento de gas, comunicativamente acopla-
do a dita fonte de gas, disposto proximo a dita superficie de reimagem, e
disposto ainda em uma diregao de percurso do dito elemento de geracao de
imagem apos o dito subsistema de fluido umedecedor e antes de um siste-
ma de padronizacao Optica para a padronizagdo da dita camada de fluido
umedecedor, o dito bico de direcionamento de gas sendo configurado de
modo a direcionar um gas a partir da dita fonte em uma direcido para uma
superficie da dita camada de fluido umedecedor de tal modo que uma por-
¢ao da dita camada de fluido umedecedor possa se evaporar de modo a ob-
ter uma camada de umedecimento de uma espessura desejada.

2. Subsistema, de acordo com a reivindicagdo 1, compreenden-
do ainda uma valvula disposta entre a dita fonte de gas e o dito bico de dire-
cionamento de gas e que regula o fluxo de gas para o dito bico de direcio-
namento de gas para, deste modo, controlar a extensao de evaporagao do
dito fluido umedecedor.

3. Subsistema, de acordo com a reivindicagao 2, compreenden-
do ainda um sensor de espessura para a determinacao da espessura da dita
camada de fluido umedecedor em um local apés o dito bico de direciona-
mento de gas.

4. Subsistema, de acordo com a reivindicagdo 3, compreenden-
do ainda um controlador comunicativamente acoplado ao dito sensor de es-
pessura e a dita valvula de tal modo que a dita espessura determinada pelo
dito sensor de espessura seja comparada a uma espessura alvo e, em res-
posta a dita comparacao, o dito controlador prové um sinal para a dita valvu-

la no sentido de ajustar o fluxo do dito gas para o dito bico para, deste modo,
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controlar a extensao de evaporagao do dito fluido umedecedor.

5. Subsistema, de acordo com a reivindicagao 3, no qual o dito
controlador &€ comunicativamente acoplado a um mecanismo de controle pa-
ra a atuacao de, em resposta a dita comparacéao da dita espessura e da dita
espessura alvo, um aparelho para controlar os aspectos da extensao de e-
vaporagao da dita camada de fluido umedecedor selecionado dentre o grupo
que consiste de: um aparelho que controla o espagamento entre o dito bico
de direcionamento de gas e a dita superficie de reimagem; um aparelho que
controla uma temperatura do gas que flui para e através do dito bico de dire-
cionamento de gas; um aparelho que controla a umidade do gas que flui pa-
ra e através do dito bico de direcionamento de gas; um aparelho que contro-
la a temperatura de um ambiente préoximo a dita superficie de reimagem; um
aparelho que controla a umidade de um ambiente proximo a dita superficie
de reimagem; um aparelho que controla a temperatura da superficie de rei-
magem; e, um aparelho que controla o tempo de exposigao do fluido ume-
decedor para o gas que sai do dito bico de direcionamento de gas.

6. Subsistema, de acordo com a reivindicagédo 1, no qual a dita
fonte de gas é selecionada dentre o grupo que consiste de: um gerador de
gas, e um recipiente de armazenamento de gas.

7. Subsistema, de acordo com a reivindicacao 1, no qual o dito
gas é ar e a dita fonte de gas é uma regido do ambiente remota da dita su-
perficie de reimagem.

8. Subsistema, de acordo com a reivindicagéo 1, no qual o dito
bico de direcionamento de gas é orientado de tal modo que o gas que sai do
mesmo seja direcionado tanto em uma diregao para a dita camada de fluido
umedecedor como em uma diregido para um local no qual a dita camada de
fluido umedecedor € aplicada a dita superficie de reimagem.

9. Subsistema, de acordo com a reivindicagado 1, no qual o dito
bico de direcionamento de gas compreende uma tubulagao que inclui uma
pluralidade de aberturas orientadas de tal modo que o gas que sai de cada
dita abertura seja direcionado para a dita camada de fluido umedecedor.

10. Subsistema, de acordo com a reivindicagdo 9, no qual cada
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uma das ditas aberturas €& orientada de tal modo que o gas que sai das
mesmas seja direcionado tanto em uma dire¢édo para a dita camada de fluido
umedecedor como em uma direcao para um local no qual a dita camada de
fluido umedecedor € aplicada a dita superficie de reimagem.

11. Subsistema, de acordo com a reivindicagcdo 1, compreen-
dendo ainda uma fonte de pressdo comunicativamente acoplada a dita fonte
de gas e ao dito bico de direcionamento de gas de modo a prover uma pres-
sao de transporte para o gas.

12. Subsistema, de acordo com a reivindicagao 1, compreen-
dendo ainda um subsistema de extragcao para a extragao do fluido umedece-
dor evaporado de uma regiao proxima a dita camada de fluido umedecedor.

13. Subsistema, de acordo com a reivindicagao 12, compreen-
dendo ainda um reservatério, comunicativamente acoplado ao dito subsis-
tema de extragdo, para a coleta e reciclagem do fluido umedecedor evapo-
rado extraido da dita regiao proxima a dita camada de fluido umedecedor
para reuso pelo dito subsistema de fluido umedecedor.

14. Subsistema, de acordo com a reivindicagao 13, compreen-
dendo ainda uma estrutura de chapa planar disposta proxima a dita camada
de fluido umedecedor em uma regiao entre o dito bico e o dito subsistema de
extracao, a dita estrutura de chapa sendo disposta em um plano substanci-
almente paralelo a uma linha tangente do dito elemento de geracao de ima-
gem.

15. Subsistema, de acordo com a reivindicacao 13, compreen-
dendo ainda uma estrutura de chapa disposta proxima a dita camada de flui-
do umedecedor em uma regiao entre o dito bico e o dito subsistema de ex-
tracao, a dita estrutura de chapa tendo uma curvatura que se casa com e &
coaxial a uma curvatura do dito elemento de geracao de imagem.

16. Subsistema, de acordo com a reivindicagédo 1, compreen-
dendo ainda uma estrutura de barreira disposta entre o dito bico de direcio-
namento de gas e o dito subsistema de padronizacéo optica na diregao de
percurso do dito elemento de geracao de imagem a fim de impedir que o

fluido umedecedor evaporado venha se sedimentar sobre a dita camada de
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fluido umedecedor ap6s evaporagdo e ainda, de outra forma, impedir a per-
turbagao da camada de fluido umedecedor entre o ponto de evaporagéo € o
subsistema de padronizagao optica.

17. Subsistema para controlar a espessura de uma camada de
fluido umedecedor em um sistema de litografia de dados variaveis do tipo no
qual a camada de fluido umedecedor € aplicada por um subsistema de fluido
umedecedor ao longo de uma superficie de reimagem de um elemento de
geracao de imagem, compreendendo:

- uma fonte de gas;

- um bico de direcionamento de gas, comunicativamente acopla-
do a dita fonte de gas, disposto proximo a dita superficie de reimagem, e
disposto ainda em uma direcdo de percurso do dito elemento de geragao de
imagem apoés o dito subsistema de fluido umedecedor e antes de um siste-
ma de padronizagdo Optica para a padronizacao da dita camada de fluido
umedecedor, o dito bico de direcionamento de gas configurado de modo a
direcionar um gas a partir da dita fonte em uma dire¢ao para uma superficie
da dita camada de fluido umedecedor de tal modo que uma porc¢ao da dita
camada de fluido umedecedor possa se evaporar de modo a obter uma ca-
mada de umedecimento de uma espessura desejada;

- um sensor de espessura para a determinagcédo da espessura da
dita camada de fluido umedecedor em um local apés o dito bico de direcio-
namento de gas;

- um controlador comunicativamente acoplado ao dito sensor de
espessura e a dita valvula de tal modo que a dita espessura determinada
pelo dito sensor de espessura seja comparada a uma espessura alvo e, em
resposta a dita comparacgao, o dito controlador prové um sinal que pode ser
usado no sentido de controlar a extensao de evaporacéao do dito fluido ume-
decedor.

18. Subsistema, de acordo com a reivindicagao 17, no qual o di-
to controlador & comunicativamente acoplado a um mecanismo de controle
para a atuagao de, em resposta a dita comparagdo da dita espessura e da

dita espessura alvo, um aparelho para controlar os aspectos da extensao de
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evaporacgao da dita camada de fluido umedecedor selecionado dentre o gru-
po que consiste de: um aparelho de valvula para controlar o volume de gas
gue pode fluir através do dito bico; um aparelho que controla o espagamento
entre o dito bico de direcionamento de gas e a dita superficie de reimagem;
um aparelho que controla uma temperatura do gas que flui para e através do
dito bico de direcionamento de gas; um aparelho que controla a umidade do
gas que flui para e através do dito bico de direcionamento de gas; um apare-
lho que controla a temperatura de um ambiente préximo a dita superficie de
reimagem; um aparelho que controla a umidade de um ambiente proximo a
dita superficie de reimagem; um aparelho que controla a temperatura da su-
perficie de reimagem; e, um aparelho que controla o tempo de exposi¢ao do
fluido umedecedor para o gas que sai do dito bico de direcionamento de gas.

19. Subsistema, de acordo com a reivindicagao 17, compreen-
dendo ainda:

- um subsistema de extracao para a extragao do fluido umede-
cedor evaporado de uma regiao proxima a dita camada de fluido umedece-
dor; e

- um reservatoério, comunicativamente acoplado ao dito subsis-
tema de extracio, para a coleta e reciclagem do fluido umedecedor evapo-
rado extraido da dita regido proxima a dita camada de fluido umedecedor
para reuso pelo dito subsistema de fluido umedecedor.

20. Sistema de litografia de dados variaveis, compreendendo:

- um elemento de geracdo de imagem tendo uma superficie de
geracao de imagem de reimagem arbitraria;

- um subsistema de fluido umedecedor para a aplicagao de uma
camada de fluido umedecedor para a dita superficie de geragao de imagem,;

- um subsistema de padronizacdo para a seletiva remocao de
porcoes da camada de fluido umedecedor de modo a produzir uma imagem
no fluido umedecedor;

- um subsistema de controle de espessura por evaporacao,
compreendendo:

- uma fonte de gas; e
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- um bico de direcionamento de gas, comunicativamente acopla-
do a dita fonte de gas, disposto proximo a dita superficie de reimagem, e
disposto ainda em uma diregdo de percurso do dito elemento de geragao de
imagem apo6s o dito subsistema de fluido umedecedor e antes do dito siste-
ma de padronizacao, o dito bico de direcionamento de gas configurado de
modo a direcionar um gas a partir da dita fonte em uma diregcao para uma
superficie da dita camada de fluido umedecedor de tal modo que uma por-
cao da dita camada de fluido umedecedor possa se evaporar de modo a ob-
ter uma camada de umedecimento de uma espessura desejada;

- um subsistema de entintagem para a aplicagio de tinta sobre a
superficie de geracao de imagem de tal modo que a dita tinta ocupe seleti-
vamente as regides das quais o fluido umedecedor foi removido pelo subsis-
tema de padronizagao para, assim, formar uma imagem entintada;

- um subsistema de transferéncia de imagem para a transferén-
cia da imagem entintada para um substrato; e

- um subsistema de limpeza para a remogao de residuos de tinta

e de fluido umedecedor da superficie de geragdo de imagem de reimagem.
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FIG. 3

FIG. 4
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RESUMO
Patente de Invencao: "SISTEMAS EVAPORATIVOS E METODOS PARA O
CONTROLE DE UM FLUIDO UMEDECEDOR EM UM SISTEMA LITO-
GRAFICO DIGITAL".

A presente invengdo a um sistema e métodos correspondentes
que sao apresentados para o controle da espessura de uma camada de flui-
do umedecedor aplicada a uma superficie de reimagem de um elemento de
geracao de imagem em um sistema de litografia de dados variaveis. Apés a
deposicao da camada de fluido umedecedor, um gas passa ao longo de uma
regido da camada de fluido antes da formagao de padrao. O gas faz com
gue uma quantidade controlada da camada de fluido umedecedor se evapo-
re de tal modo que a camada remanescente passe a ter uma espessura de-
sejada e controlada. Entre outras vantagens, uma qualidade de impressao

aperfeigoada é obtida.
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